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Descubrimiento de la emisión de luz visible en silicio poroso
1990 - Leigh Canham

Silicio Arseniuo
de Galio

SiO2

0 < x < 2  SIPOS

x = 2  SiO2

x = 1  SiO

x = 0  Polisilicio
1983 – Di Maria
Observó electroluminiscencia en SRO por primera vez
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Técnica HFCVD
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Técnica LPCVD

𝑅0 =
𝑃(𝑁2𝑂)

𝑃(𝑆𝐼𝐻4) 5
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Depósitos de 
Polisilicio

TCE 10 mins
Acetona 10 mins

3 enjuagues
Secado de las muestras

Temp.  650C 
Durante: 20min.
PSiH4

:  1.5 Torr
FSiH4

:  3.4 slpm

Dopado de fosfina
Redifusión
Oxidación de Poly

Remoción de vidrio de fósforo 6
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Depósito de SRO 10:
Temp.: 736°C 
17 minutos
PSiH4

= 0.92 torr. 
PN20= 0.31 torr.

Depósito de SRO 25:
Temp.: 736°C 
30.5 minutos
PSiH4

= 0.92 torr. 
PN20= 0.76 torr.. 

Depósito de 
FH= de 25 sccm
Dist. 8mm.
Temp.: 650°C 
3 minutos

Depósito de 
FH= de 100 sccm
Dist. 8mm.
Temp.: 650°C 
3 minutos

LPCVD
HFCVD

Depósitos de SRO
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Oro
Sputtering
(CUVyTT BUAP)
Corriente DC: 25mA
Vacío: 50mTorr 
Tiempo : 300s (45nm)

ITO 
Spray Pyrolysis
Molaridad In: 0.2M
% Del dopante: 8%  
Temperatura: 450°C
Tiempo: 6-8-10 minutos 8
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Deposito de AZO
Técnica Sputering

Equipo: PECVD Cluster System Tool.
MVSystem. Inc.

Temperatura 150°C
Presion 2 mTorr a 100 w con 12 sccm

de Argón

Fotolitografía protección para grabar AZO:
Prime 2 mins en parrilla a 110°C
Resina 50 seg en parrilla a 110°C

Alineadora de rectángulos
Pasa al Revelado y dos de H2O

Microscopio
5 mins en parrilla

Grabado húmedo en HCl 30 seg.
Enjuague.

Fotolitografía protección para grabar SRO:
Resina 50 seg en parrilla a 110°C

Alineadora de solo un escalón
Pasa al Revelado y dos de H2O

Microscopio
10 mins en parrilla

Grabado húmedo en HCl 30 seg.
Enjuague.

Grabado en húmedo con HF 7:1 30 seg.
Acetona, enjuague y centrifugado 9
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LPCVD
10 SRO10 1.720.012 76.3

55 45
25 SRO25 1.570.032 90.3

HFCVD
25 SRO25 1.30.04 296.3

100 SRO100 1.020.08 283.5

Tabla 1. Espesores de las películas SRO, AZO e ITO e 

índice de refracción de las películas SRO.
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Transmitancia
 𝐸𝑔𝑜𝑝𝑡 = 1.12 +

3.73

𝑑1.39
𝐸𝑐. 2
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El reporte de este trabajo abarco las excelentes características de

transmitancia tanto de los TCOs como de las películas de SRO-

LPCVD y SRO-HFCVD para la fabricación de las estructuras

MIM sobre sustratos de cuarzo.

Se calculó el tamaño del nc-Si, peculiaridad de estas películas

SRO

Se mostró la buena respuestas de las curvas I-V, como son

atrapamiento de carga, creación y aniquilación de caminos

conductivos que son características de las estructuras que pueden

ser utilizadas como dispositivos electroluminiscentes o

fotoconductores. 15
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